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１．概要（Summary） 

Fig. 1 に 示 す 垂 直 配 向 MIM 
(Metal-Insulator-Metal) 構造は、金属板の間の溝に

特定の波長でプラズモン共鳴を誘起させることが可能で

ある。この構造を周期配列させたガスセンサ素子の製作

を目的とした。ガラス基板上に高アスペクト比のアルミニウ

ムの板を製作するために必要なシリコンの板を、電子線リ

ソグラフィを行い、ガラス基板上に製作した。 

 
Fig. 1 Gas sensor device 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
高速大面積電子線描画装置 
【実験方法】 
東京農工大学クリーンルームで 20 mm 角のガラス基板

上に厚さ 60 nm のシリコンをスパッタリング成膜した。 こ
の基板に対し、東京大学・微細加工プラットフォームのス

ーパークリーンルームで OAP (HDMS)を 30 sec の間

3000 rpm でスピンコートし、60 sec 間、110 ℃で加熱す

ることによって焼き付けた。次に、ネガ型レジスト

OEBR-CAN040AE 2.0cP を 120 nm の厚さとなるように

60 sec の間 3000 rpm でスピンコートし、60 sec 間、

110 ℃で加熱することによって焼き付けた。最後に、エス

ペーサ 300AX01 を 60 sec の間 3000 rpm でスピンコー

トし、10 min 間、110 ℃で加熱することによって焼き付け

た。以上の処理をした基板に高速大面積電子線描画装

置 F-5112 を用いて電子線露光した。電子線露光後、

130 ℃で 60 sec 加熱した。その後、NMD-W に 60 sec
浸し、90 ℃で 90 sec 間加熱することで現像した。東京農

工大学クリーンルームでシリコンのエッチングを行い、シリ

コン板の製作をした。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
製作したシリコン板を、東京農工大学の走査型電子顕微

鏡で撮影した。その画像を Fig. 2 に示す。特定の露光量

や寸法においてシリコン板が製作されていることが確認さ

れた。 

 

Fig. 2 SEM image of silicon plate 
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